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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月31日(2011.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】
　側壁および天井を有する基板処理チャンバであって、
　基板を処理するために前記チャンバの中にプロセスガスを供給するように適合された第
１のガス分配器と、
　遠隔的に付勢された洗浄ガスを受け入れるように適合された吸気口と、表面を洗浄する
ために前記チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に
、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを導くように適合された排気口とを有する第２のガス
分配器と、
　前記チャンバから１つ又は複数の前記プロセスガスと洗浄ガスを排出するための排気管
と
を有する基板処理チャンバ。
　　【請求項２】
　前記第２のガス分配器の排気口は、前記第１のガス分配器の排気口の周囲にある請求項
１記載のチャンバ。
　　【請求項３】
　前記第２のガス分配器は、前記チャンバの構成要素の表面の全体に亘って、遠隔的に付
勢された洗浄ガスを導くように適合された請求項１記載のチャンバ。
　　【請求項４】
　前記第２のガス分配器は、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを前記表面の全体に亘って
拡散させるように適合された請求項３記載のチャンバ。
　　【請求項５】
　前記表面は、基板に対向するように適合された請求項３記載のチャンバ。
　　【請求項６】
　前記チャンバ内での基板の処理の間に、前記表面が、少なくとも摂氏約２００度の温度
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に加熱される請求項３記載のチャンバ。
　　【請求項７】
　前記第２のガス分配器は、バッフルを有する請求項１記載のチャンバ。
　　【請求項８】
　前記遠隔的に付勢された洗浄ガスの流れを前記バッフルにより導くことが可能なように
、前記第２のガス分配器は、前記チャンバの中に遠隔的に付勢された洗浄ガスを供給する
ために配置された１つまたは複数のガス排気口を有する請求項７記載のチャンバ。
　　【請求項９】
　前記バッフルは、複数の隆起部を有する請求項７記載のチャンバ。
　　【請求項１０】
　前記バッフルは、前記隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項９記載
のチャンバ。
　　【請求項１１】
　前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを前記チャンバに導入する前に、前記洗浄ガスを付勢
するように適合されたガス・エナジャイザを有する遠隔チャンバをさらに有する請求項１
記載のチャンバ。
　　【請求項１２】
　前記遠隔チャンバは、約５０センチメートル未満の距離だけプロセスゾーンの上流にあ
る請求項１１記載のチャンバ。
　　【請求項１３】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２のガス分配器は前記排気経路から離れた１つま
たは複数のガス排気口を有する請求項１記載のチャンバ。
　　【請求項１４】
　前記ガス排気口は、前記排気経路から少なくとも約１０センチメートル離れている請求
項１３記載のチャンバ。
　　【請求項１５】
　前記第１のガス分配器は、基板支持体の周囲に１つまたは複数のガス排気口を有する請
求項１記載のチャンバ。
　　【請求項１６】
　基板を支持することが可能な基板支持体と、１つ又は複数のプロセスガスおよび洗浄ガ
スを付勢するためのガス・エネジャイザとをさらに有する請求項１記載の基板処理チャン
バ。
　　【請求項１７】
　側壁および天井を有する基板処理チャンバであって、
　基板を処理するために前記チャンバの中にプロセスガスを供給するための第１の手段と
、
　表面を洗浄するために、前記チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全
体に亘って優先的に、洗浄ガスを付勢し且つ導くための第２の手段と、
　前記チャンバから１つ又は複数の前記プロセスガスおよび洗浄ガスを排気するための排
気管と
を有する基板処理チャンバ。
　　【請求項１８】
　前記第２の手段は、前記第１の手段の排気口の周囲に排気口を有する請求項１７記載の
チャンバ。
　　【請求項１９】
　前記第２の手段は、前記表面の全体に亘って、前記洗浄ガスの流れを拡散させるように
適合された請求項１７記載のチャンバ。
　　【請求項２０】
　前記第２の手段は、前記チャンバ内のプロセスゾーンの上流にある遠隔チャンバと、前
記遠隔チャンバ内の前記洗浄ガスを付勢するためのガス・エナジャイザとを有する請求項
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１７記載のチャンバ。
　　【請求項２１】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２の手段は前記排気経路から離れた位置で前記洗
浄ガスを供給する請求項１７記載のチャンバ。
　　【請求項２２】
　基板を支持することが可能な基板支持体と、１つ又は複数のプロセスガスおよび洗浄ガ
スを付勢するためのガス・エネジャイザとをさらに有する請求項１７記載の基板処理チャ
ンバ。
　　【請求項２３】
　基板の上に材料を堆積することが可能な装置であって、
　堆積チャンバであって、側壁、天井、基板を支持するための支持体、前記堆積チャンバ
に堆積ガスを供給するための第１のガス分配器、前記基板の上に材料を堆積するために前
記堆積ガスからプラズマを形成するためのプラズマジェネレータ、および前記堆積チャン
バからの堆積ガスを排出するための排気管を有する堆積チャンバと、
　洗浄ガスを付勢するように適合された遠隔チャンバと、
　前記堆積チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に
、付勢された洗浄ガスの流れを導くように適合された、前記堆積チャンバに前記遠隔チャ
ンバを接続する第２のガス分配器と
を有する、装置。
　　【請求項２４】
　前記第２のガス分配器は、前記第１のガス分配器の排気口の周囲に排気口を有する請求
項２３記載の装置。
　　【請求項２５】
　前記第２のガス分配器は、前記洗浄ガスの流れを前記表面の全体に亘って拡散させるよ
うに適合された請求項２３記載の装置。
　　【請求項２６】
　前記第２のガス分配器は、バッフルを有する請求項２３記載の装置。
　　【請求項２７】
　前記洗浄ガスの流れを前記バッフルにより導くことが可能なように、前記第２のガス分
配器は、前記チャンバの中に洗浄ガスを供給するために配置された１つまたは複数のガス
排気口を有する請求項２６記載の装置。
　　【請求項２８】
　前記バッフルは、複数の隆起部を有する請求項２６記載の装置。
　　【請求項２９】
　前記バッフルは、前記隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項２８記
載の装置。
　　【請求項３０】
　前記表面は、少なくとも部分的に前記支持体に対向している請求項２３記載の装置。
　　【請求項３１】
　前記チャンバ内での基板の処理の間に、前記表面が少なくとも摂氏約２００度の温度に
加熱される請求項２３記載の装置。
　　【請求項３２】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２のガス分配器は前記排気経路から離れた第２の
ガス排気口を有する請求項２３記載の装置。
　　【請求項３３】
　前記遠隔チャンバは、前記洗浄ガスを付勢するためのガス・エナジャイザを有する請求
項２３記載の装置。
　　【請求項３４】
　基板処理チャンバであって、側壁、天井、基板を支持するための支持体、前記基板処理
チャンバにプロセスガスを供給するための第１のガス分配器、前記基板を処理するために
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前記プロセスガスからプラズマを形成するためのプラズマジェネレータ、および前記基板
処理チャンバからのプロセスガスを排出するための排気管を有する基板処理チャンバと、
　洗浄ガスを付勢するように適合された遠隔チャンバと、
　前記排気管から離れた位置に付勢された洗浄ガスを導入し、および前記基板処理チャン
バの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に前記洗浄ガスを導
くための、前記基板処理チャンバに前記遠隔チャンバを接続する第２のガス分配器と
を有する基板処理装置。
　　【請求項３５】
　前記第１のガス分配器は支持体の周囲に１つまたは複数の第１のガス排気口を有し、前
記第２のガス分配器は前記支持体の上に１つまたは複数の第２のガス排気口を有する請求
項３４記載の装置。
　　【請求項３６】
　前記排気管は排気経路を有し、１つまたは複数の第２のガス分配器排気口は前記排気経
路から少なくとも約１０センチメートル離れている請求項３４記載の装置。
　　【請求項３７】
　前記第２のガス分配器は、前記表面の全体に亘って前記洗浄ガスを拡散するように適合
された請求項３４記載の装置。
　　【請求項３８】
　前記第２のガス分配器は、バッフルを有する請求項３４記載の装置。
　　【請求項３９】
　前記第２のガス分配器は、前記洗浄ガスの前記流れが前記バッフルにより導かれること
が可能なように、前記基板処理チャンバの中に洗浄ガスを供給するように配置された１つ
または複数のガス排気口を有する請求項３８記載の装置。
　　【請求項４０】
　前記遠隔チャンバは、前記洗浄ガスを付勢するためのガス・エナジャイザを有する請求
項３４記載の装置。
　　【請求項４１】
　基板処理チャンバ内にガスを分配することができるガス分配器であって、遠隔的に付勢
された洗浄ガスを受け入れるように適合された吸気口と、表面を洗浄するために前記チャ
ンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に、前記遠隔的に
付勢された洗浄ガスを導くように適合された１つまたは複数のガス排気口とを有するガス
分配器。
　　【請求項４２】
　前記ガス分配器は、バッフルを有する請求項４１記載のガス分配器。
　　【請求項４３】
　前記ガス分配器は、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスの流れが前記バッフルにより導か
れることが可能なように、前記チャンバの中に遠隔的に付勢された洗浄ガスを供給するよ
うに配置された１つまたは複数の排気口を有する請求項４１記載のガス分配器。
　　【請求項４４】
　前記バッフルは、複数の隆起部を有する請求項４３記載のガス分配器。
　　【請求項４５】
　前記バッフルは、前記隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項４４記
載のガス分配器。
　　【請求項４６】
　側壁および天井を有する基板処理チャンバであって、
　基板を処理するために前記チャンバの中にプロセスガスを供給するように適合された第
１のガス分配器と、
　遠隔的に付勢された洗浄ガスを受け入れるように適合された吸気口、ガス排気口、およ
びバッフルを有する第二のガス分配器であって、ここで前記ガス排気口と前記バッフルは
、表面を洗浄するために前記チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体
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に亘って優先的に、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを導くために協働する、第二のガス
分配器と、
　前記チャンバから１つ又は複数の前記プロセスガスと洗浄ガスを排出するための排気管
と
を有する基板処理チャンバ。
　　【請求項４７】
　前記バッフルは、前記チャンバの天井の予め定めた表面の全体に亘って優先的に、前記
遠隔的に付勢された洗浄ガスを拡散するように適合された表面トポグラフィーを有する請
求項４６記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項４８】
　前記バッフルは、実質的に隆起した、凹面、あるいは凸面の形状の表面トポグラフィー
を有する請求項４７記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項４９】
　前記バッフルは円板形のプラテンを有し、および前記ガス排気口はプラテン上にある請
求項４６記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項５０】
　前記プラテンは隆起部を有し、および前記ガス排気口は前記隆起部の間にある請求項４
９記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項５１】
　前記隆起部はアーチ形の先端を有する請求項５０記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項５２】
　前記アーチ形の先端はらせん状のパターンで配置されている請求項５１記載の基板処理
チャンバ。
　　【請求項５３】
　基板を支持することが可能な基板支持体と、１つ又は複数のプロセスガスおよび洗浄ガ
スを付勢するためのガス・エネジャイザとをさらに有する請求項４６記載の基板処理チャ
ンバ。
　　【請求項５４】
　基板処理チャンバであって、
　側壁と、天井と、基板を支持することが可能な基板支持体と、
　前記チャンバの中に遠隔的に付勢されたガスを供給するように適合されたガス分配器で
あって、前記遠隔的に付勢されたガスを受け入れるように適合されたガス吸気口と、実質
的に隆起した表面を有するバッフルと、前記実質的に隆起した表面上にガス排気口とを有
し、ここで前記実質的に隆起した表面と前記バッフルは、前記チャンバの中の１つ又は複
数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に、前記遠隔的に付勢されたガスを導く
ために協働する、ガス分配器と、
　前記遠隔的に付勢されたガスを形成するためのガス・エナジャイザと、
　前記ガスを排出するための排気管と
を有する基板処理チャンバ。
　　【請求項５５】
　前記実質的に隆起した表面はアーチ形の先端を有する請求項５４記載の基板処理チャン
バ。
　　【請求項５６】
　前記アーチ形の先端はらせん状のパターンで配置されている請求項５５記載の基板処理
チャンバ。
　　【請求項５７】
　前記ガス排気口は前記アーチ形の先端の間にある請求項５４記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項５８】
　前記バッフルは円板形のプラテンを有する請求項５４記載の基板処理チャンバ。
　　【請求項５９】
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　基板処理チャンバであって、
　側壁と、天井と、基板を支持することが可能な基板支持体と、
　前記チャンバの中に遠隔的に付勢されたガスを供給するように適合されたガス分配器で
あって、前記遠隔的に付勢されたガスを受け入れるように適合されたガス吸気口と、間に
ガス排気口を有するアーチ形の先端とを有し、ここで前記アーチ形の先端と前記ガス排気
口は、前記チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面の全体に亘って優先的に
、前記遠隔的に付勢されたガスを導くために協働する、ガス分配器と、
　前記遠隔的に付勢されたガスを形成するためのガス・エナジャイザと、
　前記ガスを排出するための排気管と
を有する基板処理チャンバ。
　　【請求項６０】
　前記アーチ形の先端はらせん状のパターンで配置されている請求項５９記載の基板処理
チャンバ。
　　【請求項６１】
　前記アーチ形の先端は円板形のプラテン上に載置されている請求項５９記載の基板処理
チャンバ。
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